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Íàèáîëåå âàæíûå òåõíè÷åñêèå ïðèìåíåíèÿ íåèäåàëüíîé ïëàçìû
îòíîñÿòñÿ ê ýíåðãåòèêå [1]. Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî çíà÷åíèÿ ãàçîâîãî ïà-
ðàìåòðà 0,5 ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû â ôîòîðåçîíàíñíîé ïëàçìå ïàðîâ
ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ â óñëîâèÿõ íàñûùåíèÿ ðåçîíàíñíîãî ïåðåõîäà [2].

Â äàííîé ðàáîòå àíàëèçèðóþòñÿ ïàðàìåòðû íåðàâíîâåñíîé ïëàçìû,
âîçíèêàþùåé âáëèçè ñòåíêè êàòîäà ïëàçìåííîãî ôîòîýëåêòðè÷åñêî-
ãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñôîêóñèðîâàííîãî ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ [3]. Ðàñ-
ñìîòðåíû óðàâíåíèÿ áàëàíñîâ òåìïåðàòóð ýëåêòðîíîâ, òÿæåëûõ ÷à-
ñòèö è êîíöåíòðàöèè çàðÿæåííûõ ÷àñòèö â ïëàçìå ïàðîâ íàòðèÿ â
äèàïàçîíå äàâëåíèé 104�105 Ïà. Ìîäåëü ó÷èòûâàåò îòâîä ýíåðãèè çà
ñ÷åò òåïëîïðîâîäíîñòè ýëåêòðîíîâ â èîíèçàöèîííûé ñëîé, îáìåí ýíåð-
ãèè ìåæäó òÿæåëîé êîìïîíåíòîé è ýëåêòðîíàìè, âûäåëåíèå ýíåðãèè
ïðè ïëàçìîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ ñ ó÷àñòèåì âîçáóæäåííûõ àòîìîâ íà-
òðèÿ è ìîëåêóëÿðíûõ èîíîâ íàòðèÿ.

Â ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî â ïðèñòåíî÷íûõ îáëàñòÿõ ïåðåíîñ èçëó÷å-
íèÿ èç öåíòðàëüíûõ îáëàñòåé òåðìè÷åñêîé ïëàçìû îáåñïå÷èâàåò âû-
ñîêóþ êîíöåíòðàöèþ âîçáóæäåííûõ àòîìîâ íàòðèÿ Na(3P), îòíîñè-
òåëüíàÿ çàñåëåííîñòü êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ òåìïåðàòóðîé âîçáóæ-
äåíèÿ T ∗=4500 K. Îñíîâíûì ìåõàíèçìîì îáðàçîâàíèÿ çàðÿæåííûõ
÷àñòèö ñòàíîâèòñÿ àññîöèàòèâíàÿ èîíèçàöèÿ ñ ó÷àñòèåì âîçáóæäåí-
íûõ àòîìîâ íàòðèÿ Na(3P). Â îáðàçóþùåéñÿ õèìè÷åñêè íåðàâíîâåñ-
íîé ïëàçìå òåìïåðàòóðà ýëåêòðîíîâ ïðèíèìàåò çíà÷åíèå Te=2500 Ê,
êîíöåíòðàöèÿ ýëåêòðîíîâ è ïðîâîäèìîñòü â ïðèñòåíî÷íûõ îáëàñòÿõ
ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäÿò ðàâíîâåñíûå âåëè÷èíû. Ïëàçìåííûé ïàðà-
ìåòð äîñòèãàåò çíà÷åíèé ðåàëèçóåìûõ â ôîòîðåçîíàñíîé ïëàçìå. Ïðåä-
ñêàçàííûå ïàðàìåòðû ïëàçìû áëàãîïðèÿòíû äëÿ äîñòèæåíèÿ âûñîêîé
ýôôåêòèâíîñòè ïðÿìîãî ôîòîýëåêòðè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ.
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